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AGENDA 
  

09:00-09:30 Inscripción de participantes 
  

09:30-10:00          Palabras de apertura 
Representante OEPM 
Representante OAMI 
Representante SIPO  

  

10:00-10:45 El sistema chino de dibujos  y modelos – Organización y el contexto legal           SIPO 

 Introducción general de SIPO, su organización 

 El contexto legal (en particular los cambios introducidos en la nueva Ley de 
Patentes y el Reglamento de Ejecución) 

  

10:45-11:00 Sesión de preguntas 
  

11:00-11:15 (Pausa Café) 
           

11:15-12:00 El sistema chino de dibujos y modelos – El sistema de registro                SIPO 

 ¿Cómo solicitar un diseño? (el uso del sistema electrónico)   

 Los requisitos para solicitar un diseño 

 La práctica de examen incluyendo ejemplos  

 Estadísticas de solicitud y registro  

 Tiempos de procedimiento (desde la solicitud hasta el registro) 
  

12:00-12:15 Sesión de preguntas 
  

12:15-13:00 
(hasta 15:15) 

El sistema chino de dibujos y modelos – Sistema de Reexamen y Anulación      SIPO 

 Como reexaminar una decisión ante la Sala de Reexamen de Patentes (PRB) 

 La Práctica de Reexamen (incluyendo ejemplos y casos) 

 ¿Cómo solicitar una anulación ante el PRB? 

 La práctica de anulación (incluyendo ejemplos y casos) 

 Estadísticas y  tiempos de procedimiento ante el PRB 
  

13:00-13:15 Sesión de preguntas 
  

13:15-14:15 (Almuerzo)          
  

14:15-15:15 Continuación del sistema chino de dibujos y modelos – Sistema de Reexamen y 
Anulación: SIPO 

  

15:15-15:45 Comparación entre el sistema chino de registro de dibujos y modelos y el sistema 
comunitario:    OAMI 

  

15:45-16:00 (Pausa Café) 
  

16:00-16:30 Continuación de la comparación del sistema chino de registro de dibujos y modelos 
y el sistema comunitario 

    

16:30-17:15 Sesión de preguntas entre participantes, expertos y el representante de la 
industria 
 Moderador: representante OEPM o representante OAMI 

  

17:15- 17:30 Clausura del seminario: 
Representante OAMI 
Representante SIPO 
Representante OEPM 

  

 Final 

 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP1-SP.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP2-SP.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP3-SP.ppt
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP4-SP.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP_RCDvsCN_JWv1.ppt
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaDisenioChina/PP_RCDvsCN_JWv1.ppt

